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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究においては，光学的な散乱や擾乱を利用したイメージング技術の開発を行っ
ている．開発しているイメージング技術の実証実験に向けて，解像力を適切に評価
するためのナノ・マイクロサイズのターゲットの作製が重要である．そこで，マス
クレスリソグラフィーによって，イメージングターゲットとして，10μmか
ら100μm程度の任意形状マイクロ粒子を作製した．

実験
Experimental

マイクロ粒子の作製実験では，洗浄した4インチSiウエハに，SU-8 3005を膜厚10
μmになるようにスピンコート，ソフトベークを行った．その後，レーザー直接描
画装置(波長375 nm, DWL66+2024, Heidelberg)で，設計した1辺10–100 μm程度
のマイクロ粒子のパターンをSU-8のレジスト膜に描画した．その後，ポスト露光ベー
クを行った後，現像を行ってマイクロ粒子パターンを取得した．その後，ステルス
ダイサー(ディスコ)で4インチのSiウエハ基板を縦10 mm，横5 mmの短冊状に切り
分けた．その後，短冊状に切り分けたSU-8マイクロ粒子が固着したSi基板を純粋と
共にマイクロチューブに封入し，超音波洗浄機でマイクロ粒子の剥離を行った．

結果と考察
Results and Discussion

レーザー直接描画によって得られた結果として，一辺10 μmの正方形(図1a)
と20μm角のL字(図1b)SU-8マイクロ粒子の作製に成功した．顕微観察した結果，
形状は少しなまっていたものの，概ね設計どおりの形状が実現された．今後，これ
らの粒子を，イメージングのターゲットとして活用することで，光学擾乱イメージ
ングの性能評価を目指す．

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図1 作製したSU-8マイクロ粒子の光学顕微鏡像。(a) 一辺10 μmの正方形、20μm
角のL字。
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